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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ ПО МАССИВНОМУ ЭЛЕКТРОДУ, ПОКРЫТОМУ ТОНКИМ СЛОЕМ ИЗОЛЯТОРА

А.П. Глинов, Ю.Г. Дёгтев, А.К. Кондратенко, А. Е. Полтанов, В.Н. Рындин, Г.И. Симонова

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк Московской обл., Россия

Рассматривается возможность очистки металлических поверхностей различной формы, загрязненных диэлектрическими наслоениями, в частности, пленками отравляющих веществ, с помощью воздействия мощной электрической дуги, двигающейся в собственном магнитном поле. Построена математическая модель для технологии электродуговой очистки металлических пластин с диэлектрическими плёнками. Результаты расчётов сопоставляются с результатами проведенных экспериментов. Как и в процессах сварки рассмотрена дуга прямого действия, когда анодом служит обрабатываемый материал [1]. Введение рельсового катода и источника электропитания обеспечивает направленное движение дуги вдоль очищаемой поверхности подобно разгону плазменных сгустков (ПС) в рельсотронах. Наличие диэлектрической плёнки толщиной ( тормозит дугу. А её скорость определяется испарением диэлектрика под воздействием притока тепла q из дугового столба. Принята квазистационарная модель дуги Эленбааса-Хеллера. Падение напряжения на дуговом столбе Uд оценивается по данным Герты Айртон [2]. Транспортные коэффициенты воздушной плазмы взяты из [3]. За границу ПС (r = rT( ) принята поверхность, где температура равна температуре испарения анодного покрытия: T=T*. Радиус токового шнура ri определяется резким спадом электропроводности на периферии столба. Зона горячего приграничного газа имеет протяжённость ( = rT( - ri  Показано, что скорость фронта очистки 
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, где I- ток дуги; 2rT( -ширина зоны очистки; ((, c - удельная величина на единицу массы энергии испарения и теплоёмкость плёнки; To - начальная температура диэлектрика. Расчётные и экспериментальные характеристики плазменного сгустка, осреднённые за время разряда, при очистке стальной пластины от парафиновой плёнки при (=1мм и межэлектродном зазоре d=5мм представлены в таблице.
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* - эксперимент при амплитуде тока Im = 32кА.
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